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高空間分解能 マッピング  100nm 

       電子像    10nm 

高感度    スポット   0.1wt％ 

       マッピング  1wt％ 

      （窒素などの軽元素含む）        

 

N50磁石断面の電子像 

スポット分析     添加元素の定性・半定量  

              不純物元素の定性・半定量 

ライン分析      界面の状態 

             コーティングの状態 

             表面劣化層の状態 

マッピング分析   組織粒径 

             添加元素の分散状態 

             界面（析出物）の有無 

マッピング 
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元素組成（atom%）

部位 Fe Nd C B O Co Al Pr

A 71 11 8.3 4.6 1.9 1.2 1.2 0.4

B 55 29 9.1 4.0 3.1 1.5 1.0 3.9
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電界放射（FE）型電子銃 

Nb元素ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ比較  
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